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１．概要（Summary） 

我々は、エレクトロクロミズムの原理を応用した調光デ

バイスの研究開発を行っている。その研究開発において、

デバイス性能評価に必要な素子サンプルの作製が課題と

なっている。 

そこで、独自に性能評価用の素子作製技術を確立す

ることを目指し、当センターの設備を活用して調光デバイ

スの素子サンプルの作製に必要な成膜および微細加工

プロセスの基礎技術を確立することとなった。本年度は、

独自にデザインした素子構造の作製プロセスにおいて、

昨年度作製したフォトマスクを用い、ITO透明電極膜上で

のフォトレジストパターンの条件出し実験を実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 両面アライナ露光装置一式（両面アライナ、スピンコ

ータ、オーブン、現像機、乾燥機） 

 

【実験方法】 

昨年度、調光デバイスの性能評価のための素子構造を

独自にデザインし、その作製プロセスにおけるパターニン

グに用いるフォトマスクを作製した。本年度は、このフォト

マスクを用い、ガラス基板上に成膜された ITO 透明電極

のパターニングのための、レジストパターンの作製プロセ

スの条件出しを行った。 

具体的には、表面に ITO 電極膜が成膜された、 □

100 mmガラス基板を準備し、その基板上へコーティング

するフォトレジストのレジスト膜厚、露光プロセスにおける

露光時間、現像プロセスにおける現像時間の条件出しを

実施した。 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

調光デバイスの性能評価のための素子作製の微細加

工プロセスにおける、ITO 電極膜ガラス基板上へのレジス

トパターンの形成条件を最適化した。得られた条件を用い

て、今後、調光デバイス素子の作製を進める。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 

なし 


